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3D stikliniai dariniai gali biti naudojami jvairiose
srityse nuo medicininiy prietaisy iki  optiniy
komponenty. Stiklas patraukli medziaga tiek dél savo
optiniy, tiek dél mechaniniy savybiy. Taciau §i
medziaga yra gana sunkiai apdirbama ir reikalauja itin
delikaciy technologijy tam padaryti. Viena i§ galimy
technologijy apdirbanti stiklg ir formuoti 3D funkcinius
darinius yra selektyvus lazerinis ésdinimas [1].

Medziagy apdirbimas selektyvus lazerinio ésdinimo
technologija susideda i§ keliy procesy. Pirmiausia
aukSto intensyvumo femtosekundiniais lazeriniais
impulsais medziagos tliryje  jraSomos  porétos
modifikacijos, vadinamos nanogardelémis. Véliau
medziaga paveikiama agresyviu ésdikliu, kuriame
modifikuoti regionai ésdinasi daug karty grei¢iau nei
nemodifikuota medziaga. Taip suformuojamas 3D
stiklinis darinys.

Vienas pagrindiniy parametry vertinant proceso
efektyvumg yra selektyvumas, kuris apibréziamas kaip
modifikuotos ir nemodifikuotos medziagos ésdinimosi
sparty santykis. Sis dydis apibrézia didziausia jmanoma
darinio elemento matmeny saktykj. Ivardintas dydis
priklauso nuo daugelio faktoriy tiek lazerinio apdirbimo
metu, tiek ésdinimo metu. Selektyvumo vertéms jtaka
daro spinduliuotés intensyvumas, impulso trukmé,
poliarizacija ir kiti parametrai [2], jtaka taip pat daro
ésdiklio pasirinkimas bei ésdiklio koncentracija ir jo
temperatiira [3]. Bene didziausia lydyto kvarco stikle
selektyvumo verté yra apie 1400[1]. Tacdiau kai kurie
preciziniai  taikymai reikalauja netgi  aukstesniy
selektyvumo ver€iy.

Siame darbe pristatoma technologijos patobulinimai
leidziantys  gauti  didesn¢  selektyvumo  verte.
Dazniausiai minétos technologijos ésdinimo procese
naudojama 8-10 mol/l 85-90°C temperatiiros kalio
Sarmo (KOH) tirpalas. Taciau néra daug duomeny apie
gaunamus rezultatus ésdinant Zemesniy koncentracijy
tirpalais. Taip pat, siekiant padidinti selektyvumo verte
Kalio $armo tirpalui ruosti buvo panaudojamas ne tik
vanduo, bet ir vandens izopropanolio miSinys, kas
leidZia padidinti drékinimg bei tikétina leidzia padidinti
ir selektyvumo vertg. Taigi buvo istirta tiek skirtingy
koncentracijy KOH tirpalo panaudojimas, tiek ésdiklio
skiedimas izopropanoliu. Gauti ésdinimo rezultatai
varijuojant ésdiklio savybes pademonstruoti spalvingje
diagramoje (1pav.). Esdiklio koncentracijos mazinimas
ir maiSymas su nedideliu kiekiu izopropanolio (5-20%)
leidzia padidinti selektyvumo vertes iki mazdaug 3000.
Paminéti proceso patobulinimai atveria galimybes vis

sudétingesniy ir tikslesniy dariniy gamybai, tokiems
kaip itin tikslios kanaly sistemos kaip pademonstruota 1
pav. (b) ir (c) dalyse.
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1 pav. (a) selektyvumo priklausomybé nuo kalio Sarmo
ir izopropanolio koncentracijos kalio Sarmo tirpale, (b)
ir (c) aukSto matemy santykio kanalai stiklo tiiryje
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